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Abstract (en)
The alkaline electroplating bath has an anode and a cathode. The anode region and cathode region are separated by a filtration membrane. An
independent claim is also included for use of filtration membrane.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein alkalisches Galvanikbad zum Aufbringen von Zinklegierungen auf Substraten mit einer Anode und einer Kathode, wobei der
Anodenraum und der Kathodenraum voneinander durch eine Filtrationsmembran getrennt sind.
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